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(57)【要約】
【課題】カラーフィルタと有機ＥＬ表示装置の間に形成
された光硬化性樹脂を、紫外線によって十分に硬化させ
ることができる有機ＥＬ表示装置用カラーフィルタ基板
５および有機ＥＬ表示装置を提供する。
【解決手段】有機ＥＬ素子３０を有する有機ＥＬ素子基
板１０と、有機ＥＬ素子３０に対応して配置した複数の
カラーフィルタ層１４を有するカラーフィルタ基板５と
を、光硬化性樹脂からなる接着層１１で接合する有機Ｅ
Ｌ表示装置である。上記カラーフィルタ層１４を形成す
る画素領域の一部に、上記光硬化性樹脂を硬化するため
の紫外線を透過可能とする紫外線透過領域１５を設けた
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、その基板上に第１電極、発光層を少なくとも含む有機層、第２電極の順番で積
層配置されて上記発光層で発生した光を第２電極側から取り出す複数の有機ＥＬ素子と、
を備える有機ＥＬ素子基板と、透光性の基板と、その基板に対し上記有機ＥＬ素子に対応
して形成した複数のカラーフィルタ層と、を備えるカラーフィルタ基板と、上記有機ＥＬ
素子基板と上記カラーフィルタ基板との間に介装し両者を接合する光硬化性樹脂からなる
接着層と、からなる有機ＥＬ表示装置に使用される上記カラーフィルタ基板であって、上
記カラーフィルタ層を形成する画素領域の一部に、上記光硬化性樹脂を硬化するための紫
外線を透過可能とする紫外線透過領域を設けたことを特徴とする有機ＥＬ表示装置用のカ
ラーフィルタ基板。
【請求項２】
　上記紫外線透過領域を通過した紫外光を散乱させる光散乱層を設けることを特徴とする
請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置のカラーフィルタ基板。
【請求項３】
　上記紫外線透過領域は、紫外光波長領域の光に対し光透過率が３０％以上となる領域を
少なくとも有することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の有機ＥＬ表示装置のカ
ラーフィルタ基板。
【請求項４】
上記紫外線透過領域には、カラーフィルタ層を形成しないことを特徴とする請求項１～請
求項３のいずれか１項に記載の有機ＥＬ表示装置のカラーフィルタ基板。
【請求項５】
　上記紫外線透過領域にもカラーフィルタ層を形成し、紫外線透過領域の膜厚を当該紫外
線透過領域以外のカラーフィルタ層領域の膜厚よりも薄くすることで紫外線透過性を確保
することを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の有機ＥＬ表示装置のカ
ラーフィルタ基板。
【請求項６】
　上記紫外線透過領域にもカラーフィルタ層を形成し、紫外線透過領域のカラーフィルタ
層を構成する材料として、紫外線透過領域以外のカラーフィルタ層を構成する材料よりも
紫外線透過率の高い材料を使用することを特徴とする請求項１～請求項３又は請求項５の
いずれか１項に記載の有機ＥＬ表示装置のカラーフィルタ基板。
【請求項７】
　前記カラーフィルタ層を構成する材料が、少なくとも吸収波長と異なる波長を含む光を
出力する色変換材料を含むことを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の有機Ｅ
Ｌ表示装置のカラーフィルタ基板。
【請求項８】
　請求項１～請求項７のいずれか１項に記載したカラーフィルタ基板を有する有機ＥＬ表
示装置。
【請求項９】
　上記接着層と有機層との間に、紫外線の透過を抑制する１層以上の紫外線防止層を設け
ることを特徴とする請求項８に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項１０】
　発光層を含む有機層を一対の電極で挟んで構成される複数の有機ＥＬ素子を備える有機
ＥＬ素子基板と、上記有機ＥＬ素子に対応するカラーフィルタ層を備えるカラーフィルタ
基板と、を光硬化性樹脂で接合する有機ＥＬ表示装置の製造方法において、
　上記カラーフィルタ基板を製造する際に、上記カラーフィルタ層を形成する画素領域の
一部に、上記光硬化性樹脂を硬化するための紫外線を透過可能とする紫外線透過領域を設
けた後、
　上記有機ＥＬ素子基板とカラーフィルタ基板有機とを対向配置し、その間に光硬化性樹
脂ならなる充填剤を充填した後、紫外線を上記紫外線透過領域を通じて上記充填剤に照射
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して当該充填剤を硬化させることで、上記有機ＥＬ素子基板とカラーフィルタ基板有機と
を接合することを特徴とする有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項１１】
　上記カラーフィルタ基板に対し、上記紫外線透過領域よりも有機ＥＬ素子基板側に、紫
外光を散乱させる光散乱層を設けた状態で、上記紫外線の照射を行うことを特徴とする請
求項１０に記載した有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項１２】
　有機ＥＬ素子基板に対し、上記有機層より上側に紫外線防止層を積層配置した状態で、
上記紫外線の照射を行うことを特徴とする請求項１０又は請求項１１に記載した有機ＥＬ
表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カラーフィルタ基板と有機ＥＬ素子基板との間に形成される光硬化性樹脂か
らなる接着層を、紫外線によって硬化する有機ＥＬ表示装置用のカラーフィルタ基板、お
よび有機ＥＬ表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ表示装置は、薄型であることによる省スペース性および軽量性、１０Ｖ程度の
印加電圧であっても高輝度な発光が得られるなどの特徴から、近年ディスプレイへの応用
が期待されている。
　有機ＥＬ表示装置は、発光可能な有機層を一対の電極で挟んだ構成を有する。有機層は
基本的に正孔輸送層、発光層、および電子輸送層を積層したものである。電極としては、
光を取り出す側に例えばＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）などの透明電極を
用い、対向する基板側に例えばアルミニウムなどの反射金属電極を用いる。このような構
成において、一対の電極から各々電子と正孔を、電子輸送層および正孔輸送層を介して発
光層に注入し、発光層において電子と正孔を再結合させて発光させる。アクティブマトリ
クス方式では、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を設けた基板上に各層を形成するが、発光層
からの発光をＴＦＴ基板の反対側から取り出す構造（トップエミッション構造）とするこ
とで、ＴＦＴ基板上の配線に関係なく光を取り出せるので、開口率を上げることが可能で
ある。
【０００３】
　カラー映像を表示させる有機ＥＬ表示装置は、三原色（ＲＧＢ）の有機ＥＬ素子（有機
ＥＬ画素）を順序良く基板上に並べた構造となっており、それぞれの有機ＥＬ素子がサブ
ピクセルとなる。また、ＲＧＢの有機ＥＬ素子を基板上に形成する方法としては、例えば
三原色の発光材料をそれぞれ独立に塗り分ける方式、白色発光をカラーフィルタにて三原
色に分ける方式、三原色の発光材料の上にカラーフィルタを設けた方式を挙げることが出
来る。ここで、カラーフィルタは、発光層からの発光の色純度の向上と、外光の反射の抑
制を同時に満たすことができるため、これを用いた構造が有望である。
【０００４】
　ここで、カラーフィルタ基板と有機ＥＬ素子基板は接着層を介して接合される。接着層
としては、例えば、熱硬化性樹脂または紫外線硬化性樹脂（光硬化樹脂）があげられる。
熱硬化性樹脂を用いた場合、熱硬化時に熱硬化性樹脂の粘度が低下するため基板同士が動
きやすくなり、有機ＥＬ素子とカラーフィルタ層の位置合わせが困難となる場合がある。
また、紫外線硬化性樹脂を用いた場合は、カラーフィルタ基板を通して紫外線を照射して
紫外線硬化性樹脂を硬化させるが、カラーフィルタ層の紫外線領域の透過率は、色や濃さ
にもよるが、紫外光波長領域においてほぼ一桁となるため、紫外線硬化性樹脂を硬化させ
ることは困難であった。
【０００５】
　上記課題を解決する従来技術として、たとえば特許文献１や特許文献２に記載の技術が
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ある。
　特許文献１では、赤色カラーフィルタ層と青色カラーフィルタ層の３００～４３０ｎｍ
波長領域の光透過率を１０％以上とすることと、緑色カラーフィルタ層にカラーフィルタ
層を形成しない開口部を設けることで、紫外線を透過させて紫外線硬化性樹脂を硬化させ
る手法が提案されている。
　また、特許文献２では、カラーフィルタ層の周囲に設けられるブラックマトリクス層に
、光硬化性樹脂を硬化させる紫外線を導入するための開口部を形成する手法が提案されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－８６３５８号公報
【特許文献２】特開２００７－１０３０２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１の方法では、赤色カラーフィルタ層と青色カラーフィルタ層におい
て、紫外線硬化性樹脂に照射する紫外線の照射量をおおよそ１０倍にする必要があり、そ
れに伴う発熱や工程タクトタイムの悪化が懸念される。また、緑色カラーフィルタ層では
、カラーフィルタ層がない開口部を設けているので、紫外線による有機ＥＬ素子の劣化が
懸念される。
【０００８】
　また、特許文献２の方法では、ブラックマトリクス層に開口部を設けることで、紫外線
が透過しても、下部に有機ＥＬ素子がないために劣化がおこらない。しかし、ブラックマ
トリクス層は開口率を向上させるために細線であることが求められ、そこに紫外線を透過
するような開口部を設けることはフォトリソグラフィー法のパターニング精度からも難し
い。
　本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、カラーフィルタ基板と有機Ｅ
Ｌ素子基板の間に形成された光硬化性樹脂からなる接着層を、紫外線によって十分に硬化
させることができる有機ＥＬ表示装置用のカラーフィルタ基板および有機ＥＬ表示装置を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するための本発明の構成を以下に示す。
　請求項１に記載の発明は、基板と、その基板上に第１電極、発光層を少なくとも含む有
機層、及び第２電極の順番で積層配置されて上記発光層で発生した光を第２電極側から取
り出す複数の有機ＥＬ素子と、を備える有機ＥＬ素子基板と、　透光性の基板と、その基
板に対し上記有機ＥＬ素子に対応して形成した複数のカラーフィルタ層と、を備えるカラ
ーフィルタ基板と、上記有機ＥＬ素子基板と上記カラーフィルタ基板との間に介装し両者
を接合する光硬化性樹脂からなる接着層と、からなる有機ＥＬ表示装置に使用される上記
カラーフィルタ基板であって、　上記カラーフィルタ層を形成する画素領域の一部に、上
記光硬化性樹脂を硬化するための紫外線を透過可能とする紫外線透過領域を設けたことを
特徴とするものである。
【００１０】
　次に、請求項２に記載した発明は、請求項１記載した構成に対し、上記紫外線透過領域
を通過した紫外光を散乱させる光散乱層を設けることを特徴とするものである。
　次に、請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載した構成に対し、上記紫
外線透過領域は、紫外光波長領域の光に対し光透過率が３０％以上となる領域を少なくと
も有することを特徴とする者である。
【００１１】
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　次に、請求項４に記載した発明は、請求項１～請求項３のいずれか１項に記載した構成
に対し、上記紫外線透過領域には、カラーフィルタ層を形成しないことを特徴とするもの
である。
　次に、請求項５に記載した発明は、請求項１～請求項３のいずれか１項に記載した構成
に対し、上記紫外線透過領域にもカラーフィルタ層を形成し、紫外線透過領域の膜厚を当
該紫外線透過領域以外のカラーフィルタ層領域の膜厚よりも薄くすることで紫外線透過性
を確保することを特徴とするものである。
【００１２】
　次に、請求項６に記載した発明は、請求項１～請求項３、又は請求項５のいずれか１項
に記載した構成に対し、上記紫外線透過領域にもカラーフィルタ層を形成し、紫外線透過
領域のカラーフィルタ層を構成する材料として、紫外線透過領域以外のカラーフィルタ層
を構成する材料よりも紫外線透過率の高い材料を使用することを特徴とするものである。
　次に、請求項７に記載した発明は、請求項１～請求項６のいずれか１項に記載した構成
に対し、前記カラーフィルタ層を構成する材料が、少なくとも吸収波長と異なる波長を含
む光を出力する色変換材料を含むことを特徴とするものである。
　次に、請求項８に記載した発明は、請求項１～請求項７のいずれか１項に記載したカラ
ーフィルタ基板を有する有機ＥＬ表示装置を提供するものである。
　次に、請求項９に記載した発明は、請求項８に記載した構成に対し、上記接着層と有機
層との間に、紫外線の透過を抑制する１層以上の紫外線防止層を設けることを特徴とする
ものである。
【００１３】
　次に、請求項１０に記載した発明は、発光層を含む有機層を一対の電極で挟んで構成さ
れる複数の有機ＥＬ素子を備える有機ＥＬ素子基板と、上記有機ＥＬ素子に対応するカラ
ーフィルタ層を備えるカラーフィルタ基板と、を光硬化性樹脂で接合する有機ＥＬ表示装
置の製造方法において、
　上記カラーフィルタ基板を製造する際に、上記カラーフィルタ層を形成する画素領域の
一部に、上記光硬化性樹脂を硬化するための紫外線を透過可能とする紫外線透過領域を設
けた後、
　上記有機ＥＬ素子基板とカラーフィルタ基板有機とを対向配置し、その間に光硬化性樹
脂ならなる充填剤を充填した後、紫外線を上記紫外線透過領域を通じて上記充填剤に照射
して当該充填剤を硬化させることで、上記有機ＥＬ素子基板とカラーフィルタ基板有機と
を接合することを特徴とするものである。
【００１４】
　次に、請求項１１に記載した発明は、請求項１０に記載した構成に対して、上記カラー
フィルタ基板に対し、上記紫外線透過領域よりも有機ＥＬ素子基板側に、紫外光を散乱さ
せる光散乱層を設けた状態で、上記紫外線の照射を行うことを特徴とするものである。
　次に、請求項１２に記載した発明は、請求項１０又は請求項１１に記載した構成に対し
、有機ＥＬ素子基板に対し、上記有機層より上側に紫外線防止層を積層配置した状態で、
上記紫外線の照射を行うことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１に係る発明によれば、カラーフィルタ層の画素領域の一部に紫外線透過領域を
設けることで、カラーフィルタ基板を通して紫外線を照射して光硬化性樹脂を硬化させる
場合、紫外光透過領域下にある光硬化性樹脂を確実に硬化させることが可能となる。また
、熱併用型の光硬化性樹脂の場合は、その後の加熱工程を経ることで紫外光透過領域以外
の部分にも重合反応が広がり、パネル全面に硬化を進めることが可能となる。
【００１６】
　また請求項２に係る発明によれば、紫外線透過領域上に紫外光に対して光散乱性を示す
光散乱層を設け入射してきた紫外光を散乱させることで、紫外線透過領域よりも広い領域
の光硬化性樹脂を硬化させることが可能となる。
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　これは、画素領域に形成する紫外線透過領域の面積を抑えることに繋がる。
　また請求項３に係る発明によれば、タクトタイムを大幅に増やすことなく、重合に必要
な露光量の紫外線を紫外光透過領域下にある光硬化性樹脂に照射することが可能となる。
　紫外光波長領域とは、４４０ｎｍ以下の波長領域とする。
【００１７】
　また請求項４に係る発明によれば、紫外線透過領域において、カラーフィルタ層を形成
しないことで、紫外線が吸収されることなく透過することができる。
　また請求項５に係る発明によれば、紫外線透過領域において、カラーフィルタ層の膜厚
を紫外線透過領域以外の領域よりも薄くすることで、紫外線の吸収を抑制しつつ、カラー
フィルタ層一画素中の色純度を向上させることが可能となる。
【００１８】
　また請求項６に係る発明によれば、紫外線透過領域に用いられるカラーフィルタ材料を
、紫外線透過領域以外の部分に用いられる材料よりも紫外線透過率の高いものとすること
で、紫外線の吸収を抑制しつつ、カラーフィルタ層を構成する一画素中の色純度を向上さ
せることが可能となる。
　また、請求項７に係る発明によれば、有機層７は同一の発光材料が用いられるため、有
機層７の色純度の経時変化や寿命が均一であるため、３色方式のように各色の経時変化や
寿命を考慮する必要が無い。
　また請求項８に係る発明によれば、カラーフィルタ基板と有機ＥＬ素子基板との間に形
成される光硬化性樹脂からなる接着層を、紫外線によって確実に硬化出来る。
【００１９】
　また請求項９に係る発明によれば、有機ＥＬへの紫外線によるダメージを抑制すること
が可能となる。
　紫外線防止層は、紫外光波長領域の光の光透過率が１０％以下、望ましくは５％以下に
出来る構成とする。
　また請求項１０に係る発明によれば、カラーフィルタ基板と有機ＥＬ素子基板との間に
形成される光硬化性樹脂からなる接着層を、紫外線によって確実に硬化出来る。
【００２０】
　また請求項１１に係る発明によれば、画素領域に形成する紫外線透過領域の面積を抑え
つつ、カラーフィルタ基板と有機ＥＬ素子基板との間に形成される光硬化性樹脂からなる
接着層を、紫外線によって確実に硬化出来る。
　また請求項１２に係る発明によれば、有機ＥＬへの紫外線によるダメージを抑制するこ
とが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明に基づく実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の一例を示す断面図である。
【図２】本発明に基づく実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の一例を示す断面図である。
【図３】本発明に基づく実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の一例を示す断面図である。
【図４】本発明に基づく実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の一例を示す断面図である。
【図５】本発明に基づく実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の一例を示す断面図である。
【図６】本発明に基づく実施形態に係るカラーフィルタ基板に形成する紫外線透過領域パ
ターンの一例を示す平面図である。
【図７】カラーフィルタ基板に形成する紫外線透過領域パターンの別例を示す平面図であ
る。
【図８】本発明に基づく実施形態に係る紫外線防止層の一例を説明するための断面図であ
る。
【図９】本発明に基づく実施形態に係る光散乱層の一例を説明するための断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　次に、本発明に係る実施形態について図面を参照して説明する。
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　本実施形態の有機ＥＬ表示装置は、カラーフィルタ基板５と有機ＥＬ素子基板１０とを
接合する光硬化性樹脂を紫外線によって十分に硬化させる構成を備える。その構成として
カラーフィルタ層１４を形成する各画素領域Ｘの一部に紫外線透過領域１５を設ける。ま
た、照射した紫外線による有機層７のダメージを抑制するために、光硬化性樹脂からなる
接着層１１と有機層７との間に紫外線防止層を有する。
以下、本実施形態の有機ＥＬ表示装置について詳細に説明する。
【００２３】
（構成）
　本実施形態の有機ＥＬ表示装置は、図１～図５のように、カラーフィルタ基板５と、有
機ＥＬ素子基板１０と、カラーフィルタ基板５と有機ＥＬ素子基板１０との間に介装する
光硬化性樹脂からなる接着層１１と、を備える。すなわち、カラーフィルタ基板５と有機
ＥＬ素子基板１０とは、接着層１１によって接合している。有機層が赤色・緑色・青色の
発光層を組み合わせた３色方式の場合、有機ＥＬ素子基板１０の発光層を含む有機層７の
各色（赤色発光有機層：７Ｒ、緑色発光有機層：７Ｇ、青色発光有機層：７Ｂ）と、カラ
ーフィルタ基板５のカラーフィルタ層１４の各色（赤色カラーフィルタ層：２Ｒ、緑色カ
ラーフィルタ層：２Ｇ、青色カラーフィルタ層：２Ｂ）とがそれぞれ対応して、つまり対
向して固定されていることが好ましい。
　なお、発光層とカラーフィルタ層との組み合わせは上述のものに限定されず、例えば白
色発光の発光材料を用いた発光層７とカラーフィルタ層１４との組み合わせや、近紫外光
～青色発光の発光材料を用いた発光層７と後述の色変換層（赤色変換層：２Ｒ’、緑色変
換層：２Ｇ’、青色変換層：２Ｂ’）からなるカラーフィルタ層１４との組み合わせであ
っても良い。
【００２４】
　次に、上記有機ＥＬ表示装置を構成する部材について説明する。
（カラーフィルタ基板の構成）
　上記有機ＥＬ表示装置に用いられるカラーフィルタ基板５は、透光性の基板と、その基
板における上記有機ＥＬ素子基板１０側の面に形成される複数のカラーフィルタ層１４と
を備える。また、カラーフィルタ層１４を形成する画素領域Ｘ間には、図６に示すように
、ブラックマトリックス層４が形成されている。
なお、ここでいうカラーフィルタ層１４は、カラーフィルタ層及び色変換層の総称である
。カラーフィルタ層は、発光された光の波長を選択的に吸収または透過させることによっ
て出射される光の色純度を向上させる機能を有するフィルターである。例えば赤・青・緑
の３原色を用いるフルカラーディスプレイ等では、青色であれば４００ｎｍ～５５０ｎｍ
、緑色であれば５００ｎｍ～６００ｎｍ、赤色であれば６００ｎｍ以上の波長を透過させ
て色純度を高めている。製法としては、感光性樹脂層に染料や顔料を分散させた着色感材
を材料として、これを塗布、露光、現像と繰り返してパターンを形成させる方法が一般的
であり、特に最近では耐性面から染料よりも顔料を分散させたカラーフィルタが多くなっ
ている。色変換層は、有機発光層から発光された近紫外領域ないし可視領域の光を蛍光色
素が吸収して異なる波長の可視光を発する機能を有する層である。これは蛍光色素と入射
させる光の組み合わせによって、様々な波長領域の蛍光を発することができる。また、例
えば、青色に発光された光を吸収して赤色領域の蛍光を発することによって、波長を選択
的に透過させて赤色領域の光を出射するよりも強い光を出力することも可能であり、これ
らは色変換方式の有機ＥＬ素子に応用されている。
【００２５】
　本実施形態では、画素領域Ｘ内の一部領域で紫外線が透過することを可能とするために
、画素領域Ｘごとに一部に紫外線透過領域１５を形成する。そして少なくとも紫外線透過
領域１５以外の画素領域Ｘにはカラーフィルタ層１４を形成する。なお、図１～図６では
、画素領域Ｘにおけるブラックマトリックス層４との境界位置に紫外線透過領域１５を形
成した場合を例示している。
　上記紫外線透過領域１５は、紫外光波長領域の光に対し光透過率が３０％以上となる領
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域を少なくとも有するように構成する。なお、上記光透過率は、３０％以上、好ましくは
５０％以上とすることで、タクトタイムを大幅に増やすことなく、重合に必要な露光量の
紫外線を紫外線透過領域下にある光硬化性樹脂に照射することが可能となる。
【００２６】
（紫外線透過領域の構成）
　紫外線透過領域１５の構成例として、第１例～第３例を説明する。
　第１例は、図１に示すように、画素領域Ｘの一部に対し、カラーフィルタ層１４を設け
ない開口からなる開口領域３を形成し、その開口領域３を、紫外線を透過する紫外線透過
領域１５とする。なお、この開口領域３には、カラーフィルタ基板５と有機ＥＬ素子基板
１０とを接合する際に、光硬化性樹脂が入り込む。
　上記開口領域３は、大きいほど紫外線の透過量が大きくなり光硬化性樹脂を硬化させる
のには有利になるが、大きすぎるとカラーフィルタの色度が劣化するので、色度が所望の
値から外れない程度の大きさが好ましい。
　そのため、開口領域３の面積としては、光硬化性樹脂を硬化させるのに必要な紫外線が
透過するだけの大きさであればよく、その大きさは用いる光硬化性樹脂や重合開始剤の種
類や、その濃度などによって決まるが、少なくとも画素となるカラーフィルタ層の面積の
１％以上１０％以下であることが望ましい。１％未満であると紫外線透過性が悪く、１０
％より大きいと画素の色純度が低下する。
【００２７】
　第２例は、図２のように、画素領域Ｘにカラーフィルタ層１４を形成する際に、その一
部のカラーフィルタ層１４の膜厚を相対的に薄く形成し、その薄い薄膜領域１２を、紫外
線を透過する紫外線透過領域１５とする。カラーフィルタ層１４の膜厚を薄くすることで
、その薄膜領域における紫外線の吸収を抑制する。
　この場合には、カラーフィルタ層１４の膜厚を薄くすることで、カラーフィルタ層１４
としての機能をある程度残しつつ、紫外線吸収を抑制することが可能となる。ただし、第
１例の開口領域３と比較して紫外線透過率は低くなるため、開口領域３とする場合よりも
薄膜領域を広げることで、光硬化性樹脂の硬化性を維持することができる。
　薄膜領域の厚さはそれぞれの色の紫外線透過性に依存するため、その厚さは各色や用い
る顔料・染料によって決まる。また、光硬化性樹脂や重合開始剤の種類や、その濃度など
によっても異なる。また、薄膜領域の面積は第１例と同様であることが望ましい。
【００２８】
　第３例は、図３のように、画素領域Ｘの一部に、カラーフィルタ層１４を形成可能な材
料のうちの紫外線透過性のよい材料を用いてカラーフィルタ層１４を形成した領域１３を
形成する。その領域１３を紫外線を透過する紫外線透過領域１５とする。この場合には、
領域１３における紫外線の吸収を抑制可能となる。
　紫外線透過領域１５としては、それぞれの色の紫外線透過性に依存し、その厚さは各色
や用いる顔料・染料やその濃度によっても異なる。さらに、光硬化性樹脂や重合開始剤の
種類や、その濃度などによっても異なるが、紫外線源として一般的に用いられる水銀ラン
プの主な波長である２５３．７ｎｍや３６５ｎｍの波長を透過させるものであることが好
ましい。
【００２９】
　第４例は、図４のように、白色発光の発光材料を用いた有機層７Ｗと、図１の構造のカ
ラーフィルタ層１４とを組み合わせた場合である。また、第５例は、図５のように近紫外
光～青色発光領域の発光材料を用いた有機層７Ｂと、図１の構造である色変換層とを組み
合わせた場合である。第４、５例は図１の構造のカラーフィルタ層１４を例にしたが、図
２又は図３の構造のカラーフィルタ層１４であっても良い。
　なお、上記第１例～第５例に例示した紫外線透過領域１５の構成を単独で使用しても良
いし、組み合わせて使用しても良い。
【００３０】
　また、上記説明では、紫外線透過領域１５のパターンとして、紫外線透過領域１５をブ
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ラックマトリックス層４との境界位置に形成する場合を例示した。紫外線透過領域１５の
パターンは、これに特に限定されない。例えば、図７（ａ）、（ｂ）のような種々のパタ
ーンを例示出来る。図７（ａ）は、紫外線透過領域１５を各画素領域Ｘの中央部に設ける
例である。図７（ｂ）は、紫外線透過領域１５を各画素領域Ｘを横断するように設ける例
である。なお、紫外線透過領域１５は、ブラックマトリックス層４との境界位置に形成す
ることが硬化の面からはより好ましい。硬化が透過領域から広がることを考えると、ブラ
ックマトリックス層４との境界領域に設けた方が、より広域をカバーできて、均一に硬化
が出来ると考えられるからである。
　ただし、光硬化性樹脂が紫外線露光後、加熱工程を経ることで紫外光透過領域以外の部
分にも効率的に重合反応が広がるように、紫外線透過領域１５の配置がおおよそ等間隔と
なり、さらにその間隔が狭くなるように、紫外線透過領域１５パターンを設定することが
好ましい。
【００３１】
（有機ＥＬ素子基板の構成）
　次に、有機ＥＬ素子基板１０について説明する。
　上記有機ＥＬ素子基板１０は、図１～図５に示すように、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）
が形成された駆動用基板と、その駆動用基板上に形成された複数の有機ＥＬ素子３０と、
を備える。有機ＥＬ素子３０は、駆動用基板側から第１電極を構成する反射電極８と、そ
の上に形成された発光層を少なくとも含む有機層７と、その上に形成された光透過性の電
極とを備える。そして有機ＥＬ素子３０は、上記発光層で発生した光を上記光透過性の電
極側から取り出す。各有機ＥＬ素子３０の有機層７は、対応するカラーフィルタ層１４と
対向するように配置される。
【００３２】
　上記実施形態の有機ＥＬ素子３０は、上面光取り出し型の素子であり、駆動用基板とし
ての基板９の上に第１電極としての反射電極８を形成して陽極とする。反射電極８として
はアルミニウムや銀など、反射率の優れた金属を用いることが好ましい。また、反射電極
８の上に例えばＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ－Ｔｉｎ－Ｏｘｉｄｅ）等の透明導電膜を形成する
ことで、電極と有機層７間のエネルギー障壁を低減しキャリアの注入性を向上させること
もできる。
反射電極８上には有機層７が積層される。
少なくとも陽極から供給される正孔と陰極から供給される電子との再結合によって発光す
る発光層を含んでいるが、有機層７は多層構造とすることもできる。
有機層７上には光透過性電極６が積層される。光透過性電極６は異なる材料を用いて多層
構造とすることもできる。好ましくはキャリアの注入性を向上することができる金属薄膜
と面内導電性を向上させる透明導電膜の積層構造を例示できる。このような構造において
、金属薄膜の厚みは、光を透過可能にするために例えば１０ｎｍ程度が好ましい。また、
電子が効率的に注入できるように、仕事関数の低い金属薄膜が好ましい。
例えば、仕事関数の低いアルミニウムとリチウムの合金或いはマグネシウムと銀の合金を
１０ｎｍ程度に薄く成膜する。その上にＩＴＯ等からなる透明導電膜を形成する。透明導
電膜の膜厚としては、十分な面内導電性となるように、例えば１００ｎｍ程度であること
が好ましい。透明導電膜の材料としては酸化インジウム、酸化スズ、および酸化亜鉛を１
種類または２種類以上含有する酸化物透明導電膜であることが好ましい。
【００３３】
　なお、図８に示すように、光透過性電極６の上に酸素、水分等から素子を保護するパッ
シベーション膜１７を形成しても良い。このパッシベーション膜１７は、酸化珪素、酸化
アルミニウム等の金属酸化物、弗化アルミニウム、弗化マグネシウム等の金属弗化物、窒
化珪素、窒化アルミニウム、窒化炭素などの金属窒化物、酸窒化珪素などの金属酸窒化物
、炭化ケイ素などの金属炭化物、必要に応じて、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、シリコー
ン樹脂、ポリエステル樹脂などの高分子樹脂膜との積層膜を用いてもよいが、特に、バリ
ア性と透明性の面から、酸化ケイ素、酸窒化ケイ素、窒化ケイ素を用いることが好ましく
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、さらには、膜密度を可変した積層膜や勾配膜を使用することにより、段差被覆性とバリ
ア性を両立する膜となる。
【００３４】
パッシベーション層１７の形成方法としては、材料に応じて、抵抗加熱蒸着法、電子ビー
ム蒸着法、反応性蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法、ＣＶＤ法を用い
ることができるが、特に、バリア性や段差被覆性の面、さらには成膜条件により膜密度や
膜組成を容易に可変できることから、ＣＶＤ法を用いることが好ましい。ＣＶＤ法として
は、熱ＣＶＤ法、プラズマＣＶＤ法、触媒ＣＶＤ法、ＶＵＶ－ＣＶＤ法などを用いること
ができる。また、ＣＶＤ法における反応ガスとしては、モノシランや、ヘキサメチルジシ
ラザン（ＨＭＤＳ）やテトラエトキシシランなどの有機シリコン化合物に、Ｎ２、Ｏ２、
ＮＨ３、Ｈ２、Ｎ２Ｏなどのガスを必要に応じて添加してもよく、必要に応じて、シラン
などのガス流量や、プラズマ電力を変えることにより膜密度を変化させてもよく、使用す
る反応性ガスにより膜中に水素や炭素が含有させることもできる。
　さらに、接着層１１と有機層７との間に、図８に示すように、紫外線防止膜１８を設け
ても良い。紫外線防止膜１８は、有機層７への紫外線光の入射を抑制する紫外線防止層で
ある。図８（ａ）では、上記パッシベーション膜１７の上に紫外線防止膜１８を設ける場
合を例示している。紫外線防止膜１８は、紫外線透過領域１５を通じて光硬化性樹脂から
なる接着層１１に紫外線を照射して当該接着層１１を形成する際に、有機層７側に入射す
る紫外線をカットして、有機層７へのダメージを抑制する。これによって、上記紫外線に
よる有機ＥＬ素子３０特性の劣化を低減する。
【００３５】
　紫外線防止膜１８を個別に設けなくても、図８（ｂ）のように、光透過性電極と紫外線
防止層を兼用した層としてもよい。このような材料としては、ＩＴＯ等の酸化物透明導電
膜を例示できる。酸化物透明導電膜は半導体でありエネルギーギャップがあるため、その
ギャップにより大きいエネルギーの光は電子バンド間遷移により吸収し、小さいエネルギ
ーの光は吸収しない。ここで、無色透明になる（可視光を透過する）条件のエネルギーギ
ャップは約３．３ｅＶ以上である。よって、エネルギーギャップが３．３ｅＶ付近になる
ような酸化物透明導電膜を成膜することで、そのギャップより大きいエネルギーの紫外光
は吸収される。ＩＴＯ等の酸化物透明導電膜は一般的にスパッタ等の成膜方法にて成膜さ
れるが、成膜プロセスにて膜の吸収スペクトルを制御することも可能である。
　ここで、上記紫外線防止膜１８等から構成する紫外線防止層は、紫外光波長領域の光の
光透過率が１０％以下、望ましくは５％以下に出来る構成とする。
【００３６】
（変形例）
　また、図９に示すように、カラーフィルタ基板５に光散乱層１６を形成しても良い。
　すなわち、上述のような画素領域Ｘ内に紫外線領域を有するカラーフィルタ基板５にお
いて、図９のように、紫外線透過領域１５よりも有機ＥＬ素子基板１０側に光散乱層１６
を形成する。
　光散乱層１６は、図９（ａ）のように、紫外線透過領域１５上のみに積層するようにパ
ターン形成しても良い。または、図９（ｂ）のように、画素内全面を覆うように形成して
も良い。ただし、画素内全面を覆うように光散乱層１６を設けると、有機ＥＬ素子基板１
０内の発光層からのＥＬ発光も画素全体で散乱され画像がぼける。従って、図７（ａ）の
ように、紫外線透過領域１５と重なる位置の範囲内で光散乱層１６をパターン形成するこ
とが好ましい。
【００３７】
　光散乱層１６を設けることで、紫外線透過領域１５を透過して接着層１１に入射してき
た紫外光を散乱させ、紫外線透過領域１５よりも広い領域の光硬化性樹脂を硬化させるこ
とが可能となる。
　光散乱層１６を形成する材料としては、例えば光透過性を有する透明樹脂にチタニア等
の高屈折率を有する粒子を分散させることで光散乱性を持たせたものがあげられる。透明
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樹脂には、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、および感光性樹脂が含まれる。
【００３８】
（カラーフィルタ基板５の製造方法）
　次に、上記有機ＥＬ表示装置に用いられるカラーフィルタ基板５の製造方法について説
明する。
　先ず、カラーフィルタ層１４に用いられる材料の一例として、顔料を顔料担体に分散し
た着色組成物について記述する。
　上記着色組成物に含まれる顔料としては、有機または無機の顔料を、単独でまたは２種
類以上混合して用いることができる。顔料は、発色性が高く、且つ耐熱性の高い顔料、特
に耐熱分解性の高い顔料が好ましく、通常は有機顔料が用いられる。
【００３９】
　以下に、着色組成物に使用可能な有機顔料の具体例を、カラーインデックス番号で示す
。
　赤色着色組成物には、例えばＣ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　７、１４、４１、４８
：２、４８：３、４８：４、８１：１、８１：２、８１：３、８１：４、１４６、１６８
、１７７、１７８、１７９、１８４、１８５、１８７、２００、２０２、２０８、２１０
、２４６、２５４、２５５、２６４、２７０、２７２、２７９等の赤色顔料を用いること
ができ、黄色顔料を併用することもできる。その黄色顔料としては、Ｃ．Ｉ．　Ｐｉｇｍ
ｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ１、２、３、４、５、６、１０、１２、１３、１４、１５、１６、
１７、１８、２４、３１、３２、３４、３５、３５：１、３６、３６：１、３７、３７：
１、４０、４２、４３、５３、５５、６０、６１、６２、６３、６５、７３、７４、７７
、８１、８３、９３、９４、９５、９７、９８、１００、１０１、１０４、１０６、１０
８、１０９、１１０、１１３、１１４、１１５、１１６、１１７、１１８、１１９、１２
０、１２３、１２６、１２７、１２８、１２９、１３８、１４７、１５０、１５１、１５
２、１５３、１５４、１５５、１５６、１６１、１６２、１６４、１６６、１６７、１６
８、１６９、１７０、１７１、１７２、１７３、１７４、１７５、１７６、１７７、１７
９、１８０、１８１、１８２、１８５、１８７、１８８、１９３、１９４、１９９、１９
８、２１３、２１４等が挙げられる。
【００４０】
　また、緑色着色組成物には、例えばＣ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｇｒｅｅｎ　７、１０、
３６、３７等の緑色顔料を用いることができ、黄色顔料を併用できる。その黄色顔料とし
ては、赤色着色組成物のところで挙げた顔料と同様のものが使用可能である。
　青色着色組成物には、例えばＣ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｂｌｕｅ　１５、１５：１、１
５：２、１５：３、１５：４、１５：６、１６、２２、６０、６４等の青色顔料を用いる
ことができ、紫色顔料を併用できる。その紫色顔料としては、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　
Ｖｉｏｌｅｔ　１、１９、２３、２７、２９、３０、３２、３７、４０、４２、５０等が
挙げられる。
【００４１】
　また、顔料として無機顔料を用いることも可能であり、具体的には黄色鉛、亜鉛黄、べ
んがら（赤色酸化鉄（ＩＩＩ））、カドミウム赤、群青、紺青、酸化クロム緑、コバルト
緑等の金属酸化物粉、金属硫化物粉、金属粉等が挙げられる。通常、無機顔料は、彩度と
明度のバランスを取りつつ良好な塗布性、感度、現像性等を確保するために、有機顔料と
組み合わせて用いられる。
　着色組成物には、調色のため、耐熱性を低下させない範囲内で染料を含有させることが
できる。
【００４２】
　また、上記着色組成物に含まれる顔料担体は、顔料を分散させるものであり、熱可塑性
樹脂・熱硬化性樹脂・感光性樹脂などの透明樹脂、その前駆体またはそれらの混合物によ
り構成される。透明樹脂は、可視光領域の４００～７００ｎｍの全波長領域において透過
率が好ましくは８０％以上、より好ましくは９５％以上の樹脂である。透明樹脂には、熱
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可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、および感光性樹脂が含まれ、その前駆体には、放射線照射に
より硬化して透明樹脂を生成するモノマーもしくはオリゴマーが含まれ、これらを単独で
または２種以上混合して用いることができる。
【００４３】
　顔料担体は、着色組成物中の顔料１００重量部に対して、３０～７００重量部、好まし
くは６０～４５０重量部の量で用いることができる。また、透明樹脂とその前駆体との混
合物を顔料担体として用いる場合には、透明樹脂は、着色組成物中の顔料１００重量部に
対して、２０～４００重量部、好ましくは５０～２５０重量部の量で用いることができる
。また、透明樹脂の前駆体は、着色組成物中の顔料１００重量部に対して、１０～３００
重量部、好ましくは１０～２００重量部の量で用いることができる。
【００４４】
　熱可塑性樹脂としては、例えば、ブチラール樹脂、スチレンーマレイン酸共重合体、塩
素化ポリエチレン、塩素化ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、塩化ビニル－酢酸ビニル共
重合体、ポリ酢酸ビニル、ポリウレタン系樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル系樹脂、ア
ルキッド樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリアミド樹脂、ゴム系樹脂、環化ゴム系樹脂、セル
ロース類、ポリブタジエン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリイミド樹脂等が挙げら
れる。
【００４５】
　また、熱硬化性樹脂としては、例えば、エポキシ樹脂、ベンゾグアナミン樹脂、ロジン
変性マレイン酸樹脂、ロジン変性フマル酸樹脂、メラミン樹脂、尿素樹脂、フェノール樹
脂等が挙げられる。
　感光性樹脂としては、水酸基、カルボキシル基、アミノ基等の反応性の置換基を有する
線状高分子にイソシアネート基、アルデヒド基、エポキシ基等の反応性置換基を有する（
メタ）アクリル化合物やケイヒ酸を反応させて、（メタ）アクリロイル基、スチリル基等
の光架橋性基を該線状高分子に導入した樹脂が用いられる。また、スチレン－無水マレイ
ン酸共重合物やα－オレフィン－無水マレイン酸共重合物等の酸無水物を含む線状高分子
をヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート等の水酸基を有する（メタ）アクリル化合物
によりハーフエステル化したものも用いられる。
【００４６】
　透明樹脂の前駆体であるモノマーおよびオリゴマーとしては、２－ヒドロキシエチル（
メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（
メタ）アクリレート、ポリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリ
トールトリ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、
ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、トリシクロデカニル（メタ）アク
リレート、メラミン（メタ）アクリレート、エポキシ（メタ）アクリレート等の各種アク
リル酸エステルおよびメタクリル酸エステル、（メタ）アクリル酸、スチレン、酢酸ビニ
ル、（メタ）アクリルアミド、Ｎ－ヒドロキシメチル（メタ）アクリルアミド、アクリロ
ニトリル等が挙げられる。これらは、単独でまたは２種類以上混合して用いることができ
る。
【００４７】
　着色組成物には、該組成物を紫外線等の照射により硬化する場合には、光重合開始剤等
が添加される。
　光重合開始剤としては、４－フェノキシジクロロアセトフェノン、４－ｔ－ブチル－ジ
クロロアセトフェノン、ジエトキシアセトフェノン、１－（４－イソプロピルフェニル）
－２－ヒドロキシ－２－メチルプロパン－１－オン、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェ
ニルケトン、２－メチル－１［４－（メチルチオ）フェニル］－２－モルフォリノプロパ
ン－１－オン、２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルフォリノフェニル）
－ブタン－１－オン等のアセトフェノン系光重合開始剤、ベンゾイン、ベンゾインメチル
エーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンジルジメ
チルケタール等のベンゾイン系光重合開始剤、ベンゾフェノン、ベンゾイル安息香酸、ベ
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ンゾイル安息香酸メチル、４－フェニルベンゾフェノン、ヒドロキシベンゾフェノン、ア
クリル化ベンゾフェノン、４－ベンゾイル－４’－メチルジフェニルサルファイド等のベ
ンゾフェノン系光重合開始剤、チオキサントン、２－クロロチオキサントン、２－メチル
チオキサントン、イソプロピルチオキサントン、２、４－ジイソプロピルチオキサントン
等のチオキサントン系光重合開始剤、２、４、６－トリクロロ－ｓ－トリアジン、２－フ
ェニル－４、６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（ｐ－メトキシフェ
ニル）－４、６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（ｐ－トリル）－４
、６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－ピペロニル－４、６－ビス（ト
リクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２、４－ビス（トリクロロメチル）－６－スチリル
－ｓ－トリアジン、２－（ナフト－１－イル）－４、６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ
－トリアジン、２－（４－メトキシ－ナフト－１－イル）－４、６－ビス（トリクロロメ
チル）－ｓ－トリアジン、２、４－トリクロロメチル－（ピペロニル）－６－トリアジン
、２、４－トリクロロメチル（４’－メトキシスチリル）－６－トリアジン等のトリアジ
ン系光重合開始剤、ボレート系光重合開始剤、カルバゾール系光重合開始剤、イミダゾー
ル系光重合開始剤等が用いられる。
【００４８】
　光重合開始剤は、着色組成物中の顔料１００重量部に対して、５～２００重量部、好ま
しくは１０～１５０重量部の量で用いることができる。
　上記光重合開始剤は、単独あるいは２種以上混合して用いるが、増感剤として、α－ア
シロキシエステル、アシルフォスフィンオキサイド、メチルフェニルグリオキシレート、
ベンジル、９、１０－フェナンスレンキノン、カンファーキノン、エチルアンスラキノン
、４、４’－ジエチルイソフタロフェノン、３、３’、４、４’－テトラ（ｔ－ブチルパ
ーオキシカルボニル）ベンゾフェノン、４、４’－ジエチルアミノベンゾフェノン等の化
合物を併用することもできる。
　増感剤は、光重合開始剤１００重量部に対して、０．１～６０重量部の量で含有させる
ことができる。
　さらに着色組成物には、連鎖移動剤としての働きをする多官能チオールを含有させるこ
とができる。
【００４９】
　多官能チオールは、チオール基を２個以上有する化合物であればよく、例えば、ヘキサ
ンジチオール、デカンジチオール、１、４－ブタンジオールビスチオプロピオネート、１
、４－ブタンジオールビスチオグリコレート、エチレングリコールビスチオグリコレート
、エチレングリコールビスチオプロピオネート、トリメチロールプロパントリスチオグリ
コレート、トリメチロールプロパントリスチオプロピオネート、トリメチロールプロパン
トリス（３－メルカプトブチレート）、ペンタエリスリトールテトラキスチオグリコレー
ト、ペンタエリスリトールテトラキスチオプロピオネート、トリメルカプトプロピオン酸
トリス（２－ヒドロキシエチル）イソシアヌレート、１、４－ジメチルメルカプトベンゼ
ン、２、４、６－トリメルカプト－ｓ－トリアジン、２－（Ｎ、Ｎ－ジブチルアミノ）－
４、６－ジメルカプト－ｓ－トリアジン等が挙げられる。これらの多官能チオールは、１
種または２種以上混合して用いることができる。
【００５０】
　多官能チオールは、着色組成物中の顔料１００重量部に対して、０．２～１５０重量部
、好ましくは０．２～１００重量部の量で用いることができる。
　さらに着色組成物には、顔料を充分に顔料担体中に分散させ、ガラス基板等の平面体上
に乾燥膜厚が０．２～５μｍとなるように塗布して各色表示画素を形成することを容易に
するために溶剤を含有させることができる。溶剤としては、例えばシクロヘキサノン、エ
チルセロソルブアセテート、ブチルセロソルブアセテート、１－メトキシ－２－プロピル
アセテート、ジエチレングリコールジメチルエーテル、エチルベンゼン、エチレングリコ
ールジエチルエーテル、キシレン、エチルセロソルブ、メチル－ｎアミルケトン、プロピ
レングリコールモノメチルエーテル、トルエン、メチルエチルケトン、酢酸エチル、メタ
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ノール、エタノール、イソプロピルアルコール、ブタノール、イソブチルケトン、石油系
溶剤等が挙げられ、これらを単独でもしくは混合して用いる。
【００５１】
　溶剤は、着色組成物中の顔料１００重量部に対して、８００～４０００重量部、好まし
くは１０００～２５００重量部の量で用いることができる。
　着色組成物は、１種または２種以上の顔料を、必要に応じて上記光重合開始剤と共に、
顔料担体および有機溶剤中に三本ロールミル、二本ロールミル、サンドミル、ニーダー、
アトライター等の各種分散手段を用いて微細に分散して製造することができる。また、２
種以上の顔料を含む着色組成物は、各顔料を別々に顔料担体および有機溶剤中に微細に分
散したものを混合して製造することもできる。顔料を顔料担体および有機溶剤中に分散す
る際には、適宜、樹脂型顔料分散剤、界面活性剤、顔料誘導体等の分散助剤を含有させる
ことができる。分散助剤は、顔料の分散に優れ、分散後の顔料の再凝集を防止する効果が
大きいので、分散助剤を用いて顔料を顔料担体および有機溶剤中に分散してなる着色組成
物を用いた場合には、透明性に優れたカラーフィルタが得られる。
【００５２】
　分散助剤は、着色組成物中の顔料１００重量部に対して、０．１～４０重量部、好まし
くは０．１～３０重量部の量で用いることができる。
　樹脂型顔料分散剤としては、顔料に吸着する性質を有する顔料親和性部位と、顔料担体
と相溶性のある部位とを有し、顔料に吸着して顔料の顔料担体への分散を安定化する働き
をするものである。樹脂型顔料分散剤として具体的には、ポリウレタン、ポリアクリレー
トなどのポリカルボン酸エステル、不飽和ポリアミド、ポリカルボン酸、ポリカルボン酸
（部分）アミン塩、ポリカルボン酸アンモニウム塩、ポリカルボン酸アルキルアミン塩、
ポリシロキサン、長鎖ポリアミノアマイドリン酸塩、水酸基含有ポリカルボン酸エステル
や、これらの変性物、ポリ（低級アルキレンイミン）と遊離のカルボキシル基を有するポ
リエステルとの反応により形成されたアミドやその塩などの油性分散剤、（メタ）アクリ
ル酸－スチレン共重合体、（メタ）アクリル酸－（メタ）アクリル酸エステル共重合体、
スチレン－マレイン酸共重合体、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドンなどの水
溶性樹脂や水溶性高分子化合物、ポリエステル系、変性ポリアクリレート系、エチレンオ
キサイド／プロピレンオキサイド付加化合物、燐酸エステル系等が用いられ、これらは単
独でまたは２種以上を混合して用いることができる。
【００５３】
　界面活性剤としては、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩、ドデシルベンゼン
スルホン酸ナトリウム、スチレン－アクリル酸共重合体のアルカリ塩、アルキルナフタリ
ンスルホン酸ナトリウム、アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸ナトリウム、ラウリ
ル硫酸モノエタノールアミン、ラウリル硫酸トリエタノールアミン、ラウリル硫酸アンモ
ニウム、ステアリン酸モノエタノールアミン、ステアリン酸ナトリウム、ラウリル硫酸ナ
トリウム、スチレン－アクリル酸共重合体のモノエタノールアミン、ポリオキシエチレン
アルキルエーテルリン酸エステルなどのアニオン性界面活性剤；ポリオキシエチレンオレ
イルエーテル、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンノニルフェニ
ルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸エステル、ポリオキシエチレン
ソルビタンモノステアレート、ポリエチレングリコールモノラウレートなどのノニオン性
界面活性剤；アルキル４級アンモニウム塩やそれらのエチレンオキサイド付加物などのカ
オチン性界面活性剤；アルキルジメチルアミノ酢酸ベタインなどのアルキルベタイン、ア
ルキルイミダゾリンなどの両性界面活性剤が挙げられ、これらは単独でまたは２種以上を
混合して用いることができる。
【００５４】
　色素誘導体は、有機色素に置換基を導入した化合物であり、用いる顔料の色相に近いも
のが好ましいが、添加量が少なければ色相の異なるものを用いても良い。有機色素には、
一般に色素とは呼ばれていないナフタレン系、アントラキノン系等の淡黄色の芳香族多環
化合物も含まれる。色素誘導体としては、特開昭６３－３０５１７３号公報、特公昭５７
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－１５６２０号公報、特公昭５９－４０１７２号公報、特公昭６３－１７１０２号公報、
特公平５－９４６９号公報等に記載されているものを使用できる。特に、塩基性基を有す
る色素誘導体は、顔料の分散効果が大きいため、好適に用いられる。これらは単独でまた
は２種類以上を混合して用いることができる。
【００５５】
　着色組成物には、組成物の経時粘度を安定化させるために貯蔵安定剤を含有させること
ができる。貯蔵安定剤としては、例えばベンジルトリメチルクロライド、ジエチルヒドロ
キシアミンなどの４級アンモニウムクロライド、乳酸、シュウ酸などの有機酸およびその
メチルエーテル、ｔ－ブチルピロカテコール、テトラエチルホスフィン、テトラフェニル
フォスフィンなどの有機ホスフィン、亜リン酸塩等が挙げられる。
　貯蔵安定剤は、着色組成物中の顔料１００重量部に対して、０．１～１０重量部の量で
含有させることができる。
【００５６】
　また、着色組成物には、基板との密着性を高めるためにシランカップリング剤等の密着
向上剤を含有させることもできる。
　シランカップリング剤としては、ビニルトリス（β－メトキシエトキシ）シラン、ビニ
ルエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン等のビニルシラン類、γ－メタクリロキシ
プロピルトリメトキシシラン等の（メタ）アクリルシラン類、β－（３、４－エポキシシ
クロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、β－（３、４－エポキシシクロヘキシル）メ
チルトリメトキシシラン、β－（３、４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリエトキシ
シラン、β－（３、４－エポキシシクロヘキシル）メチルトリエトキシシラン、γ－グリ
シドキシプロピルトリメトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリエトキシシラン等
のエポキシシラン類、Ｎ－β（アミノエチル）γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、
Ｎ－β（アミノエチル）γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－β（アミノエチル
）γ－アミノプロピルメチルジエトキシシシラン、γ－アミノプロピルトリエトキシシラ
ン、γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－フェニル－γ－アミノプロピルトリメ
トキシシラン、Ｎ－フェニル－γ－アミノプロピルトリエトキシシラン等のアミノシラン
類、γ－メルカプトプロピルトリメトキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリエトキシ
シラン等のチオシラン類等が挙げられる。
【００５７】
　シランカップリング剤は、着色組成物中の顔料１００重量部に対して、０．０１～１０
０重量部の量で含有させることができる。
　着色組成物は、グラビアオフセット用印刷インキ、水無しオフセット印刷インキ、シル
クスクリーン印刷用インキ、インキジェット印刷用インキ、溶剤現像型あるいはアルカリ
現像型着色レジストの形態で調製することができる。着色レジストは、熱可塑性樹脂、熱
硬化性樹脂または感光性樹脂と、モノマーと、光重合開始剤と、有機溶剤とを含有する組
成物中に色素を分散させたものである。
【００５８】
　顔料は、着色組成物の全固形分量を基準（１００重量％）として５～７０重量％の割合
で含有されることが好ましい。より好ましくは、２０～５０重量％の割合で含有され、そ
の残部は、顔料担体により提供される樹脂質バインダーから実質的になる。
　着色組成物は、遠心分離、焼結フィルタ、メンブレンフィルタ等の手段にて、５μｍ以
上の粗大粒子、好ましくは１μｍ以上の粗大粒子、さらに好ましくは０．５μｍ以上の粗
大粒子および混入した塵の除去を行うことが好ましい。
【００５９】
　また、カラーフィルタ層１４が色変換層である場合には、上記の顔料担体に色変換を行
なう蛍光色素を分散させたものを色変換層として用いることができる。
　青色ないし青緑色領域の光を吸収して、緑色領域の蛍光を発する蛍光色素としては、例
えば３－（２’－ベンゾチアゾリル）－７－ジエチルアミノ－クマリン（クマリン６）、
３－（２’－ベンゾイミダゾリル）－７－ジエチルアミノ－クマリン（クマリン７）、３
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－（２’－Ｎ－メチルベンゾイミダゾリル）－７－ジエチルアミノ－クマリン（クマリン
３０）、２，３，５，６－１Ｈ，４Ｈ－テトラヒドロ－８－トリフルオロメチルキノリジ
ン（９，９ａ，１－ｇｈ）クマリン（クマリン１５３）等のクマリン系色素、あるいはク
マリン色素系染料である、ベーシックイエロー５１、さらにはソルベントイエロー１１、
ソルベントイエロー１１６等のナフタルイミド系色素等が挙げられる。さらに、各種染料
（直接染料、酸性染料、塩基性染料、分散染料等）も蛍光性があれば使用することができ
る。
　また、青色から青緑色領域の光を吸収して、赤色領域の蛍光を発する蛍光色素としては
、例えばローダミンＢ、ローダミン６Ｇ、ローダミン３Ｂ、ローダミン１０１、ローダミ
ン１１０、スルホローダミン、ベーシックバイオレット１１、ベーシックレッド２等のロ
ーダミン系色素、シアニン系色素、１－エチル－２－［４－（ｐ－ジメチルアミノフェニ
ル）－１，３－ブタジエニル］－ピリジニウムパークロレート（ピリジン１）等のピリジ
ン系色素、あるいはオキサジン系色素等が挙げられる。さらに、各種染料（直接染料、酸
性染料、塩基性染料、分散染料等）も蛍光性があれば使用することができる。
　また、色純度を向上する目的で上記の色変換層と透明基板１との間に、上記の顔料や染
料からなるカラーフィルタ層を形成し、色変換層とカラーフィルタ層との併用であっても
良い。
【００６０】
（カラーフィルタ基板の形成）
　上記のカラーフィルタ層材料を平面体である基板１上にパターニングして形成する方法
としては、例えば印刷法またはフォトリソグラフィー法などの種々のパターン形成方法が
あげられる。
　平面体である基板１としては、ソーダ石灰ガラス、低アルカリ硼珪酸ガラス、無アルカ
リアルミノ硼珪酸ガラスなどのガラス板や、ポリカーボネート、ポリメタクリル酸メチル
、ポリエチレンテレフタレートなどの樹脂板が用いられる。
【００６１】
　印刷法による各色表示画素（カラーフィルタ層１４）の形成は、上記各種の印刷インキ
として調製した着色組成物の印刷と乾燥を繰り返すだけでパターン化ができるため、カラ
ーフィルタ基板５の製造法としては、低コストで量産性に優れている。さらに、印刷技術
の発展により高い寸法精度および平滑度を有する微細パターンの印刷を行うことができる
。印刷を行うためには、印刷の版上にて、あるいはブランケット上にてインキが乾燥、固
化しないような組成とすることが好ましい。また、印刷機上でのインキの流動性の制御も
重要であり、分散剤や体質顔料によるインキ粘度の調整を行うこともできる。
【００６２】
　フォトリソグラフィー法により各色表示画素（カラーフィルタ層１４）を形成する場合
は、上記溶剤現像型あるいはアルカリ現像型着色レジストとして調製した着色組成物を、
平面体上に、スプレーコートやスピンコート、スリットコート、ロールコート等の塗布方
法により、乾燥膜厚が０．２～１０μｍとなるように塗布する。塗布膜を乾燥させる際に
は、減圧乾燥機、コンベクションオーブン、ＩＲオーブン、ホットプレート等を使用して
もよい。
【００６３】
　必要により乾燥された膜には、この膜と接触あるいは非接触状態で設けられた所定のパ
ターンを有するマスクを通して紫外線露光を行う。その後、溶剤またはアルカリ現像液に
浸漬するかもしくはスプレーなどにより現像液を噴霧して未硬化部を除去して所望のパタ
ーンを形成したのち、同様の操作を他色について繰り返してカラーフィルタを製造するこ
とができる。さらに、着色レジストの重合を促進するため、必要に応じて加熱を施すこと
もできる。フォトリソグラフィー法によれば、上記印刷法より精度の高いカラーフィルタ
基板５が製造できる。
【００６４】
　現像に際しては、アルカリ現像液として炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム等の水溶液
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が使用され、ジメチルベンジルアミン、トリエタノールアミン等の有機アルカリを用いる
こともできる。また、現像液には、消泡剤や界面活性剤を添加することもできる。現像処
理方法としては、シャワー現像法、スプレー現像法、ディップ（浸漬）現像法、パドル（
液盛り）現像法等を適用することができる。
　なお、紫外線露光感度を上げるために、上記着色レジストを塗布乾燥後、水溶性あるい
はアルカリ水溶性樹脂、例えばポリビニルアルコールや水溶性アクリル樹脂等を塗布乾燥
し酸素による重合阻害を防止する膜を形成した後、紫外線露光を行うこともできる。
【００６５】
（紫外線透過領域の形成方法）
　紫外線透過領域１５の形成方法としては、図１のように紫外線透過領域１５を開口部と
する場合（第１例）は、印刷法またはフォトリソグラフィー法のようなパターン形成法に
て、画素内の紫外線透過領域１５以外の部分にカラーフィルタ層１４をパターニングして
もよい。
【００６６】
　また、図２のように紫外線透過領域１５を薄膜のカラーフィルタ層１４とする場合（第
２例）は、例えばフォトリソグラフィー法において、基板１上に形成された着色組成物に
マスクを通して紫外線露光を行う際に、紫外線透過領域１５への露光量をそれ以外の領域
に照射する露光量よりも少なくすることで、その後の現像工程で紫外線透過領域１５の未
硬化部を除去して膜厚を薄くする方法が簡便である。
上記領域ごとに異なる露光量の光を照射する手段としては、複数のフォトマスクを使用し
て複数回の露光を行なう方法、光の透過率の異なる複数の領域を持つハーフトーンマスク
を使用する方法、露光機の解像度以下のスリットを有する部分によってなる複数の領域を
持つグレイトーンマスクを使用する方法、光の透過波長の異なる複数の領域を持つ波長制
限マスクを使用する方法、電子ビーム等の光束を走査して描画する方法、あるいはその組
み合わせ等が考えられるが、これらに限定されない。
また、図３のように紫外線透過領域１５を紫外線透過性のよい材料を用いて形成する場合
（第３例）は、印刷法またはフォトリソグラフィー法のようなパターン形成法にて、各領
域にパターン形成をしてもよい。
【００６７】
（光散乱層１６の形成方法）
　光散乱層１６を形成する材料としては、上述のように、例えば光透過性を有する透明樹
脂にチタニア等の高屈折率を有する粒子を分散させることで光散乱性を持たせたものがあ
げられる。透明樹脂には、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、および感光性樹脂が含まれる。
　光散乱層１６は、例えば印刷法またはフォトリソグラフィー法によって、図９（ａ）の
ように紫外線透過領域１５上のみにパターン形成するか、図９（ｂ）のように画素内全面
に形成する。
【００６８】
（有機ＥＬ素子基板１０の製造方法）
　次にカラーフィルタ基板５と対向して接合される有機ＥＬ素子基板１０の製造について
説明する。
【００６９】
有機ＥＬ素子基板１０は、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）が形成された駆動用基板を用いる
。薄膜トランジスタとしては、公知の薄膜トランジスタを用いることができる。具体的に
は、主として、ソース／ドレイン領域及びチャネル領域が形成される活性層、ゲート絶縁
膜及びゲート電極から構成される薄膜トランジスタが挙げられる。薄膜トランジスタの構
造としては、特に限定されるものではなく、例えば、スタガ型、逆スタガ型、ボトムゲー
ト型、トップゲート型、コプレーナ型等が挙げられる。
薄膜トランジスタは有機ＥＬ素子のスイッチング素子として機能するように接続し、トラ
ンジスタのドレイン電極と有機ＥＬ素子３０の反射電極８が電気的に接続されている。
【００７０】
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反射電極８は図示しない隔壁によって区画されていても良く、その場合、隔壁は画素に対
応した発光領域を区画するように形成する。一般的にアクティブマトリクス駆動型の表示
装置は各画素に対して反射電極８が形成され、それぞれの画素ができるだけ広い面積を占
有しようとするため、反射電極８の端部を覆うように形成される隔壁の最も好ましい形状
は格子状を基本とする。
【００７１】
隔壁の形成方法としては、無機膜を一様に形成し、レジストでマスキングした後、ドライ
エッチングを行う方法や、感光性樹脂を積層し、フォトリソグラフィ法により所定のパタ
ーンとする方法が挙げられる。必要に応じて撥水剤を添加したり、プラズマやＵＶを照射
して形成後にインクに対する撥液性を付与したりすることもできる。
【００７２】
隔壁の好ましい高さは０．１μｍ以上１０μｍ以下であり、より好ましくは０．５μｍ以
上２μｍ以下である。隔壁の高さが１０μｍを超えると対向電極の形成及び封止を妨げて
しまい、０．１μｍ未満だと反射電極８の端部を覆い切れない、あるいは発光媒体層の形
成時に隣接する画素とショートしたり混色する恐れがあるからである。
【００７３】
上記の通り、反射電極８にはＡｇやＡｌなどの発光層の光を反射する材料が用いられる。
また、反射電極８として正孔注入性が必要な場合には、ＡｇやＡｌのような金属材料の上
にＩＴＯ膜を積層すればよい。反射電極８の膜厚は、有機ＥＬディスプレイの素子構成に
より最適値が異なるが、単層、積層にかかわらず、１００Å以上１００００Å以下であり
、より好ましくは、３０００Å以下である。
【００７４】
反射電極８の形成方法としては、材料に応じて、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、反
応性蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法などの乾式成膜法や、グラビア
印刷法、スクリーン印刷法などの湿式成膜法や、これらを組み合わせた方法を用いること
ができる。
【００７５】
有機層７としては、少なくとも発光物質を含む単層膜、あるいは多層膜で形成することが
できる。多層膜で形成する場合の構成例としては、正孔輸送層、電子輸送性発光層または
正孔輸送性発光層、電子輸送層からなる２層構成や正孔輸送層、発光層、電子輸送層から
なる３層構成、さらには、必要に応じて正孔（電子）注入機能と正孔（電子）輸送機能を
分けたり、正孔や電子の輸送をプロックする層などを挿入することにより、さらに多層形
成することがより好ましい。
【００７６】
正孔輸送材料の例としては、銅フタロシアニン、テトラ（ｔ－ブチル）銅フタロシアニン
等の金属フタロシアニン類及び無金属フタロシアニン類、キナクリドン化合物、１，１－
ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）シクロヘキサン、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－Ｎ
，Ｎ’－ビス（３－メチルフェニル）－１，１’－ビフェニル－４，４’－ジアミン、Ｎ
，Ｎ’－ジ（１－ナフチル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－１，１’－ビフェニル－４，４’
－ジアミン等の芳香族アミン系低分子正孔注入輸送材料や、ポリアニリン、ポリチオフェ
ン、ポリビニルカルバゾール、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）とポリスチ
レンスルホン酸との混合物などの高分子正孔輸送材料、ポリチオフェンオリゴマー材料、
Ｃｕ２Ｏ，Ｃｒ２Ｏ３，Ｍｎ２Ｏ３，ＦｅＯｘ（ｘ～０．１），ＮｉＯ，ＣｏＯ，Ｐｒ２

Ｏ３，Ａｇ２Ｏ，ＭｏＯ２，Ｂｉ２Ｏ３，ＺｎＯ，ＴｉＯ２，ＳｎＯ２，ＴｈＯ２，Ｖ２

Ｏ５，Ｎｂ２Ｏ５，Ｔａ２Ｏ５，ＭｏＯ３，ＷＯ３，ＭｎＯ２などの無機材料、その他既
存の正孔輸送材料の中から選ぶことができる。
【００７７】
高分子ＥＬディスプレイの場合には、正孔輸送材料に、インターレイヤ層を形成すること
が好ましい。インターレイヤ層に用いる材料として、ポリビニルカルバゾール若しくはそ
の誘導体、側鎖若しくは主鎖に芳香族アミンを有するポリアリーレン誘導体、アリールア
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ミン誘導体、トリフェニルジアミン誘導体などの、芳香族アミンを含むポリマーなどが挙
げられる。これらの材料は溶媒に溶解または分散させ、スピンコート法等を用いた各種塗
布方法や凸版印刷方法を用いて形成することができる。
【００７８】
発光材料としては、９，１０－ジアリールアントラセン誘導体、ピレン、コロネン、ペリ
レン、ルブレン、１，１，４，４－テトラフェニルブタジエン、トリス（８－キノリノラ
ート）アルミニウム錯体、トリス（４－メチル－８－キノリノラート）アルミニウム錯体
、ビス（８－キノリノラート）亜鉛錯体、トリス（４－メチル－５－トリフルオロメチル
－８－キノリノラート）アルミニウム錯体、トリス（４－メチル－５－シアノ－８－キノ
リノラート）アルミニウム錯体、ビス（２－メチル－５－トリフルオロメチル－８－キノ
リノラート）［４－（４－シアノフェニル）フェノラート］アルミニウム錯体、ビス（２
－メチル－５－シアノ－８－キノリノラート）［４－（４－シアノフェニル）フェノラー
ト］アルミニウム錯体、トリス（８－キノリノラート）スカンジウム錯体、ビス〔８－（
パラ－トシル）アミノキノリン〕亜鉛錯体及びカドミウム錯体、１，２，３，４－テトラ
フェニルシクロペンタジエン、ペンタフェニルシクロペンタジエン、ポリ－２，５－ジヘ
プチルオキシ－パラ－フェニレンビニレン、クマリン系蛍光体、ペリレン系蛍光体、ピラ
ン系蛍光体、アンスロン系蛍光体、ポルフィリン系蛍光体、キナクリドン系蛍光体、Ｎ，
Ｎ’－ジアルキル置換キナクリドン系蛍光体、ナフタルイミド系蛍光体、Ｎ，Ｎ’－ジア
リール置換ピロロピロール系蛍光体等、Ｉｒ錯体等の燐光性発光体などの、一般に用いら
れている低分子系発光材料を挙げることができる。また、ポリフルオレン、ポリパラフェ
ニレンビニレン、ポリチオフェン、ポリスピロなどの高分子材料や、これら高分子材料に
前記低分子材料の分散または共重合した材料や、その他既存の蛍光発光材料や燐光発光材
料を用いることができる。
　カラーフィルタ層１４が色変換層である場合の発光材料としては、近紫外光から青色発
光領域までの波長の光を放出するものを用いることが好ましい。このように近紫外光～青
色発光の有機層の場合や、白色発光の有機層を用いる場合には、有機層７の色純度の経時
変化や寿命が均一であるため、３色方式のように各色の経時変化や寿命を考慮する必要が
無い。
【００７９】
電子輸送材料の例としては、２－（４－ビフェニルイル）－５－（４－ｔ－ブチルフェニ
ル）－１，３，４－オキサジアゾール、２，５－ビス（１－ナフチル）－１，３，４－オ
キサジアゾール、オキサジアゾール誘導体やビス（１０－ヒドロキシベンゾ［ｈ］キノリ
ノラート）ベリリウム錯体、トリアゾール化合物等を用いることができる。また、これら
の電子輸送材料に、ナトリウムやバリウム、リチウムといった仕事関数が低いアルカリ金
属、アルカリ土類金属を少量ドープすることにより、電子注入層としてもよい。
【００８０】
有機層７の膜厚は、単層または積層により形成する場合においても、１０００ｎｍ以下で
あり、好ましくは５０～２００ｎｍ程度である。有機層７の形成方法としては、材料に応
じて、真空蒸着法や、スリットコート、スピンコート、スプレーコート、ノズルコート、
フレキソ印刷、グラビア印刷、マイクログラビア印刷、凹版オフセット印刷などの各種コ
ーティング法や印刷法、インクジェット法などを用いることができる。
【００８１】
光透過性電極６としては、有機発光媒体層１５への電子注入効率の高い、仕事関数の低い
物質で、かつ透光性を有する材料を用いる。具体的にはＭｇ，Ａｌ，Ｙｂ等の金属単体を
用いたり、発光媒体と接する界面にＢａ、Ｃａ、Ｌｉやその酸化物，フッ化物等の化合物
を１ｎｍ程度挟んで、安定性・導電性の高いＡｌやＣｕを積層して用いることができる。
または電子注入効率と安定性を両立させるため、仕事関数が低いＬｉ，Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒ
，Ｌａ，Ｃｅ，Ｅｒ，Ｅｕ，Ｓｃ，Ｙ，Ｙｂ等の金属１種以上と、安定なＡｇ，Ａｌ，Ｃ
ｕ等の金属元素との合金系を用いてもよい。具体的にはＭｇＡｇ，ＡｌＬｉ，ＣｕＬｉ等
の合金が使用できる。これらの仕事関数が低いＬｉ，Ｃａを薄く設けた後に、ＩＴＯ（イ
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ンジウムスズ複合酸化物）やインジウム亜鉛複合酸化物、亜鉛アルミニウム複合酸化物な
どの透明な金属複合酸化物を積層してもよく、前記有機発光媒体層１５に、仕事関数が低
いＬｉ，Ｃａなどの金属を少量ドーピングして、ＩＴＯなどの金属酸化物を積層してもよ
い。光透過性電極６の形成方法は、材料に応じて、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、
反応性蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法を用いることができる。光透
過性電極６の厚さとしてはＣａやＬｉなどの金属材料を用いる場合の膜厚は０．１～１０
ｎｍ程度が望ましい。０．１ｎｍ未満では成膜法や有機層の表面状態によっては形成され
ない部分が生じる恐れがあり、１０ｎｍを超えると金属材料により透光性が低下する。
【００８２】
　紫外線防止膜１８を設ける場合には、例えば、図８（ａ）のように、上記パッシベーシ
ョン膜１７の上に紫外線防止膜１８を成膜する。紫外線防止膜１８を個別に設けなくても
、図８（ｂ）のように光透過性電極と紫外線防止層を兼用した層としてもよい。このよう
な材料としては、ＩＴＯ等の酸化物透明導電膜があげられる。酸化物透明導電膜は半導体
でありエネルギーギャップがあるため、そのギャップにより大きいエネルギーの光は電子
バンド間遷移により吸収し、小さいエネルギーの光は吸収しない。ここで、無色透明にな
る（可視光を透過する）条件のエネルギーギャップは約３．３ｅＶ以上である。よって、
エネルギーギャップが３．３ｅＶ付近になるような酸化物透明導電膜を成膜することで、
そのギャップより大きいエネルギーの紫外光は吸収される。ＩＴＯ等の酸化物透明導電膜
は一般的にスパッタ等の成膜方法にて成膜されるが、成膜プロセスにて膜の吸収スペクト
ルを制御することも可能である。
【００８３】
（カラーフィルタ基板と有機ＥＬ素子基板の接合方法）
　次に、上記のようにして得られたカラーフィルタ基板５と有機ＥＬ素子基板１０を、光
硬化性樹脂からなる接着層１１を用いて接合する方法を説明する。
　接合方法の一例としては、基板外周部に封止層を設け、その内部空間を光硬化性樹脂か
らなる充填剤によって充填する。これによって、カラーフィルタ基板５と有機ＥＬ素子基
板１０を接着するとともに、内部の各構成要素を外部環境の酸素、水分などから保護する
ことができる。
【００８４】
　具体的には、カラーフィルタ基板５の外周上に封止層をディスペンサー装置によって塗
布し、その内部に光硬化樹脂からなる充填剤を滴下する。ここで、上記カラーフィルタ基
板５と有機ＥＬ素子基板１０を、真空チャンバー内の対向したホルダーにセットした後、
真空チャンバー内を密閉し、排気バルブを開いてチャンバー内を１～１０Ｐａ程度に減圧
する。それぞれの基板の位置決めをした後、一方のホルダーを下降させ、ホルダー同士を
重ね合わせ、再度位置合わせをして張り合わせる。貼り合わせ終了後、チャンバー内を大
気圧に戻して取り出す。
【００８５】
　続いて、所定の条件でカラーフィルタ基板５側から紫外線を照射して充填剤および封止
剤を硬化させる。このとき、紫外線は主にカラーフィルタ基板５に形成された紫外線透過
領域１５を通過し、さらにその下の光散乱層１６にて散乱され、充填剤が硬化する。なお
、紫外線防止層を設けた場合には、充填剤を通過した紫外線は下にある紫外線防止層にて
吸収され、有機層７にまで到達しない。また、熱併用型の光硬化性充填剤の場合は、加熱
処理を行うことで重合が広がり、未硬化部を硬化することが可能となる。
【００８６】
　封止層は、熱硬化性型、紫外線硬化型等の接着剤から形成され、ガラスビーズ、シリカ
ビーズ等を含んでいても良い。これらのビーズ類は、カラーフィルタ基板５と、有機ＥＬ
素子基板１０との貼り合わせにおいて、両基板５，１０間の距離を規定する。
　封止層内部の基板間距離を均一にたもつために、基板間にガラスビーズ、シリカビーズ
等の球状スペーサを分散させてもよい。また、カラーフィルタ基板５上にフォトリソグラ
フィー法等によって設けたアクリル樹脂等の柱状スペーサを用いることも可能である。
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【００８７】
　また、内部空間を充填層（接着層１１）とすることで、内部空間界面における反射を抑
制し、ＥＬ発光を効率よく透過させることが可能となり、有機ＥＬ表示装置の強度も向上
する。充填層の材料としては、可視光に対して十分な透過性があるものが好ましく、例え
ばＳｉＮＸ、ＳｉＯＸＮＹ、のような無機材料、アクリル樹脂、シリコンゲルのような有
機材料を含む。
　また、カラーフィルタ基板５と有機ＥＬ素子基板１０を対向して接合する別の方法とし
ては、シート状に加工された光硬化性の接着剤を基板上に設け、カラーフィルタ基板５と
有機ＥＬ素子基板１０を接着することもできる。
【実施例】
【００８８】
　以下に、本発明に基づく実施例を説明する。
　本実施例の有機ＥＬ素子基板１０は、ガラス基板９上に対し各画素領域Ｘに薄膜トラン
ジスタを形成する。ここで、陽極として銀からなる反射電極８およびその上にＩＴＯを形
成する。次に、この画素ラインの端部をカバーするように、画素間にフォトレジスト材料
を用いて絶縁層を形成した。その上に、正孔輸送層としてＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ１．５ｗｔ
水溶液を、スピンコート法により膜厚が４０ｎｍとなるように成膜した。次いで、基板９
を枚葉式の凸版印刷装置に固定し、各色の有機発光インキを印刷した。有機発光インキは
赤色、緑色、青色（ＲＧＢ）の３色を以下のように調製した。
　赤色発光インキ（Ｒ）：ポリフルオレン系誘導体のトルエン１質量％溶液
　緑色発光インキ（Ｇ）：ポリフルオレン系誘導体のトルエン１質量％溶液
　青色発光インキ（Ｂ）：ポリフルオレン系誘導体のトルエン１質量％溶液
【００８９】
　有機発光層は、赤色有機発光層、緑色有機発光層、青色有機発光層がストライプ状に並
ぶように印刷した。各色について印刷を行った後、オーブン内で、１３０℃で１時間乾燥
をおこなった。乾燥の後、印刷により形成した有機発光層上に電子が効率的に注入できる
ような仕事関数の低い第一の陰極としてカルシウムを蒸着法により４ｎｍの厚さで成膜し
、その上に第二の陰極としてアルミニウムを２ｎｍの厚さで成膜した。ここで、アルミニ
ウムはその上に形成される透明電極６をスパッタリング成膜する際に、第一の陰極である
カルシウムが化学的変質をすることを防ぐ役割がある。次に、陰極上にスパッタリング法
によって透明導電膜を成膜した。ここで透明導電膜としてはＩＴＯを用い、紫外線防止層
の機能も果たすように成膜条件により３００ｎｍ～４００ｎｍの波長帯の平均透過率が５
％となるように制御した。さらに、透明導電膜上にＣＶＤ法によって窒化珪素を２００ｎ
ｍ成膜することで、パッシベーション膜１７とした。
【００９０】
　本実施形態のカラーフィルタ基板５は、ガラス基板１上に、各画素間の領域にブラック
マトリクス層４を設けた後、アクリル樹脂溶液・顔料分散液から成るアルカリ現像型着色
組成物にて、赤色カラーフィルタ層２Ｒ、緑色カラーフィルタ層２Ｇ、青色カラーフィル
タ層２Ｂを形成した。各カラーフィルタ層１４の製造方法としては、まず赤色着色組成物
を、スピンコーターで塗布した後に、クリーンオーブン中７０℃で２０分間加熱乾燥し塗
布基板を得た。この基板を室温まで冷却後、超高圧水銀灯を用い、フォトマスクを介して
紫外線を露光した。このとき、画素内の紫外線透過領域１５の部分には、紫外線が透過し
ないように遮光がしてある。その後、この基板を２３℃の炭酸ナトリウム水溶液を用いて
スプレー現像した後、イオン交換水で洗浄し、風乾した。さらに、クリーンオーブン中で
、２３０℃で３０分間焼成を行ない、基板上に赤色カラーフィルタ層１４を形成した。次
に緑色着色組成物を使用して同様に緑色カラーフィルタ層１４を形成し、さらに青色着色
組成物を使用して青色カラーフィルタ層１４を形成した。ここで、ブラックマトリクス層
の膜厚は１．０μｍ、各色カラーフィルタ層１４の膜厚はいずれにおいても２．０μｍで
あった。また、各色の画素のサイズは７５μｍ×２５μｍであり、紫外線透過領域１５（
開口部）は画素の中心部に位置し、サイズは１０μｍ×１０μｍであった。次にアクリル
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樹脂溶液にチタニア粒子を分散させた材料を用いて、カラーフィルタ層１４の形成方法と
同様にフォトリソグラフィー法を用いて紫外線透過領域１５上に光散乱層１６をパターン
形成した。
【００９１】
　上記のように製作したカラーフィルタ基板５と有機ＥＬ素子基板１０を対向して接合す
るために、カラーフィルタ基板５の外周上に封止層をディスペンサー装置によって塗布し
、その内部に充填剤を滴下し、真空チャンバー内で貼り合わせ作業を行った。このときの
チャンバー内の到達圧力は１Ｐａであった。次いで、貼り合わせ基板をチャンバーから取
り出し、紫外線を露光した。紫外線露光機の光源としてはメタルハライドランプを用い、
波長３６５ｎｍにおける照度は１００ｍＷ／ｃｍ２、露光量は６０００ｍＪ／ｃｍ２とし
た。さらに、クリーンオーブン中で、８０℃で６０分間焼成を行ない、基板同士を接合し
た。このとき、カラーフィルタ基板５と有機ＥＬ素子基板１０の距離は６．０μｍであっ
た。
【００９２】
　上記のように作製した有機ＥＬ表示装置の貼り合わせ封止性能を測定するために、温度
６０℃、湿度９０％の恒温恒湿槽中に放置し、画素発光の劣化を観察した。この観察によ
ると、１５００時間まで劣化が見られなかったことから、ディスプレイとしての封止性能
を満足していることがわかった。また、充填剤への紫外線露光を行う前後での有機ＥＬ発
光効率を測定したところ、発光効率値の低下は見られなかったことから、紫外線による有
機ＥＬへのダメージが抑制されていることがわかった。
【００９３】
（比較例１）　上記構造の有機ＥＬ表示装置において、カラーフィルタ基板５の画素内に
紫外線透過領域１５を設けず、画素全面をカラーフィルタ層１４とした場合、温度６０℃
、湿度９０％の恒温恒湿槽中に放置して画素発光の劣化を観察したところ、３００時間の
時点で劣化が発生した。
（比較例２）　上記構造の有機ＥＬ表示装置において、有機ＥＬ素子基板１０に紫外線防
止機能を有する層を設けなかった場合、充填剤への紫外線露光を行う前後での有機ＥＬ発
光効率を測定したところ、紫外線照射後の発光効率値は照射前と比較して５０％となった
。
【符号の説明】
【００９４】
　１…透明基板、２Ｒ…赤色カラーフィルタ層、２Ｇ…緑色カラーフィルタ層、２Ｂ…青
色カラーフィルタ層、２Ｒ’…赤色変換層、２Ｇ’…緑色変換層、２Ｂ’…青色変換層、
３…開口部（紫外線透過領域）、４…ブラックマトリクス層、５…カラーフィルタ基板、
６…光透過性電極、７…有機層、７Ｒ…赤色発光有機層、７Ｇ…緑色発光有機層、７Ｂ…
青色発光有機層、７Ｗ・・・白色発光有機層、８…反射電極、９…基板、１０…有機ＥＬ
素子基板、１１…光硬化性樹脂、１２…カラーフィルタ薄膜部（紫外線透過領域）、１３
…カラーフィルタ異種材料（紫外線透過領域）、１４…カラーフィルタ層、１５…紫外線
透過領域、１６…光散乱層、１７・・・パッシベーション層、１８…紫外線防止層、１９
…光透過性電極・紫外線防止兼用層、３０・・・有機ＥＬ素子
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